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(57)【要約】
【課題】光取り出し効率の向上と低透湿性の両立を可能
とする発光装置、これを備えた電子機器を提供すること
。
【解決手段】素子基板２３Ａ上に形成された有機発光層
１２を含む複数の画素と、複数の画素を覆う封止膜１７
と、封止膜１７を介して画素を覆うマイクロレンズ１８
と、複数のマイクロレンズ１８を覆う平坦化層２０と、
平坦化層２０上において画素ごとに形成されたカラーフ
ィルター層２２とを少なくとも備え、マイクロレンズ１
８の屈折率が、平坦化層２０の屈折率よりも大きいこと
を特徴とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と
　前記基板上に形成された有機発光層を含む複数の画素と、
　前記複数の画素を覆う封止膜と、
　前記封止膜を介して前記画素を覆うマイクロレンズと、
　複数の前記マイクロレンズを覆う平坦化層と、
　前記平坦化層上において前記画素ごとに形成されたカラーフィルターと、を備え、
　前記マイクロレンズの屈折率が、前記平坦化層の屈折率よりも大きいことを特徴とする
発光装置。
【請求項２】
　前記マイクロレンズの屈折率が１．６以上１．９以下を満たし、
　前記平坦化層の屈折率が１．２以上１．５以下で形成されていることを特徴とする請求
項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記平坦化層がＳｉＯ（酸化シリコン）を骨格とした無機膜あるいは有機膜と前記無機
膜のハイブリッド膜であることを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記マイクロレンズがフッ素系の樹脂であること特徴とする請求項１に記載の発光装置
。
【請求項５】
　前記マイクロレンズが無機のナノ粒子を混入した樹脂であること特徴とする請求項１に
記載の発光装置。
【請求項６】
　前記マイクロレンズの弾性率が０．１ＧＰａ以上１０ＧＰａ以下であることを特徴とす
る請求項１に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記マイクロレンズの立ち上がり角度が５°以上７０°以下であることを特徴とする請
求項１に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記封止膜が酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、酸化アルミニウムのうちの少なくと
も１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記平坦化層と前記カラーフィルターの間に第２の封止層が設置されることを特徴とす
る請求項１乃至８のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記マイクロレンズがシリンドリカルレンズであることを特徴とする請求項１乃至９の
いずれか一項に記載の発光装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の発光装置を備えたことを特徴とする電子機器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置および当該発光装置を備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自発光素子である有機ＥＬ素子を画素として用いた有機ＥＬ装置の開発が進めら
れている。有機ＥＬ装置は、高輝度、低消費電力で高速応答が可能であり、有機化合物の
多様性により多色化が容易であると考えられることから、フルカラーディスプレイ等への
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応用が期待され、盛んに研究開発が行なわれている。
【０００３】
　フルカラーディスプレイの作製に必要な３原色を得る方法としては、白色発光層とカラ
ーフィルターとを組み合わせる方法（カラーフィルター方式；特許文献１参照）、３原色
の発光層を個別に塗り分ける方法（塗り分け方式）等が提案されている。
　そのうち、カラーフィルター方式は、塗り分け方式に比べると発光層の塗り分けが不要
であり、白色発光層をパネル一面に形成することができることから、プロセス的には容易
となる。他方、カラーフィルター方式は、光の利用効率が低く、十分な明るさが得られな
いという問題がある。そのため、有機ＥＬ素子の光取り出し効率を上げるために様々な取
り組みが行われてきている。
【０００４】
　例えば、特許文献２では、マイクロレンズアレイを設置し、光取り出し効率を向上させ
る構造が提案されている。特許文献２の有機ＥＬ装置では、１層の封止膜上にマイクロレ
ンズアレイが形成されている。有機発光層より発した光が空気層との界面にマイクロレン
ズアレイを形成することにより、空気層との界面での反射が抑えられ、光取り出し効率が
向上するといった報告がなされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１４２４１０号公報
【特許文献２】特開２００４－３９５００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献２に示す構造では、マイクロレンズアレイ上は中空構造にしな
いとならないため、その後、直接カラーフィルター層を形成することは困難であるという
課題があった。
　また、カラーフィルターを設置した後にマイクロレンズアレイを設置する構造も考えら
れるが、通常、隣り合うカラーフィルターに入った光が空気層との界面で全反射されるの
に対し、マイクロレンズアレイにより光が取り出されてしまい、広視野角で混色が発生し
てしまうという課題があった。
【０００７】
　また、特許文献２での封止性能について考えてみると、１層の封止膜だけでは、異物や
画素隔壁層による段差などにより部分的にクラックが入りやすく、完全なるバリア性を有
することが困難である。
　これを回避するために封止膜を重ねた封止構造を採用することも考えられるが、この構
造上にマイクロレンズアレイを設置し、その上部にカラーフィルターを設置する構造では
、発光素子からマイクロレンズアレイまでの距離が離れるために、隣り合うマイクロレン
ズアレイに入った光が隣り合うカラーフィルターを通して空気層に取り出されてしまうと
いう課題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または適用例として実現することが可能である。
【０００９】
　［適用例１］本適用例の発光装置は、基板と前記基板上に形成された有機発光層を含む
複数の画素と、前記複数の画素を覆う封止膜と、前記封止膜を介して前記画素を覆うマイ
クロレンズと、複数の前記マイクロレンズ覆う平坦化層と、前記平坦化層上において前記
画素ごとに形成されたカラーフィルターと、を備え、前記マイクロレンズの屈折率が、前
記平坦化層の屈折率よりも大きいことを特徴とする。
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【００１０】
　本適用例によれば、マイクロレンズが有機発光層とカラーフィルターの間に設置され、
かつマイクロレンズと有機発光層との距離を非常に近接させることができるため、有機発
光層で発光された光が、マイクロレンズにより集光され、その後、カラーフィルターを通
過することができる。その結果、広視野角で混色が生じ難く光取り出し効率を向上させた
発光装置を提供することができる。
【００１１】
　［適用例２］上記適用例に記載の発光装置において、前記マイクロレンズの屈折率が１
．６以上１．９以下を満たし、前記平坦化層の屈折率が１．２以上１．５以下で形成され
ていることを特徴とする。
【００１２】
　本適用例によれば、マイクロレンズと平坦化層との間に屈折率差が発生するため、有機
発光層で発光された光が、マイクロレンズを透過する際に、正面方向に集光され、その結
果、正面方向の光取り出し効率を向上させることができる。
【００１３】
　［適用例３］上記適用例に記載の発光装置において、前記平坦化層がＳｉＯ（酸化シリ
コン）を骨格とした無機膜あるいは有機膜と前記無機膜のハイブリッド膜であることを特
徴とする。
【００１４】
　本適用例によれば、平坦化層にＳｉＯ（酸化シリコン）を骨格とした無機膜あるいは有
機膜と無機膜のハイブリッド膜を用いるため、上記屈折率が１．５以下を実現し、かつ有
機平坦化膜に比べ、水分や酸素に対するバリア性が高い膜を用いるため、光取り出し向上
と低透湿性の両立を可能とする。
【００１５】
　［適用例４］上記適用例に記載の発光装置において、前記マイクロレンズがフッ素系の
樹脂であること特徴とする。
【００１６】
　本適用例によれば、マイクロレンズにフッ素系の樹脂を用いることにより、アクリル樹
脂やエポキシ樹脂に比べ、高い屈折率となるため、上記マイクロレンズの屈折率が１．６
以上を得ることが可能となる。
【００１７】
　［適用例５］上記適用例に記載の発光装置において、マイクロレンズが無機のナノ粒子
を混入した樹脂であること特徴とする。
【００１８】
　本適用例によれば、無機のナノ粒子を混入した樹脂を用いることにより、可視光波長よ
り小さい粒子であるため、光散乱や光線透過率を損なうことなく、屈折率を上げることが
できるため、上記マイクロレンズの屈折率が１．６以上を得ることが可能となる。
【００１９】
　［適用例６］上記適用例に記載の発光装置において、前記マイクロレンズの弾性率が０
．１ＧＰａ以上１０ＧＰａ以下であることを特徴とする。
【００２０】
　本適用例によれば、上記マイクロレンズの形状を作製する上で、膜自体に生じる内部応
力が存在したとしても、弾性率が非常に低いため、クラック等の不具合を防止することが
可能となる。
【００２１】
　［適用例７］上記適用例に記載の発光装置において、前記マイクロレンズの立ち上がり
角度が５°以上７０°以下であることを特徴とする。
【００２２】
　本適用例によれば、上記マイクロレンズの立ち上がり角度を５°以上７０°以下にする
ことで、マイクロレンズとしての集光機能を有し、かつ７０°以下であれば、上記平坦化
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層により平坦化する際に生じるマイクロレンズ立ち上がり部でのクラック等を防止するで
きるため、光取り出し向上と低透湿性の両立を可能とする。
【００２３】
　［適用例８］上記適用例に記載の発光装置において、前記封止膜が酸化珪素、窒化珪素
、酸化窒化珪素、酸化アルミニウムのうち少なくとも１つを含むことを特徴とする。
【００２４】
　本適用例によれば、上記封止膜に酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、酸化アルミニウ
ムのいずれか、あるいはこれらの材料を組み合わせて用いることにより、光線透過率が高
く、かつ薄膜での水分や酸素に対するバリア性が高い膜を用いるため、光取り出し向上と
低透湿性の両立を可能とする。
【００２５】
　［適用例９］上記適用例に記載の発光装置において、前記平坦化層と前記カラーフィル
ターの間に第２の封止層が設置されることを特徴とする。
【００２６】
　本適用例によれば、上記平坦化層と上記カラーフィルターの間に第２の封止層を設置す
ることにより、例えば上記封止膜に部分的にピンホールが発生したとしても、上記第２の
封止層により光線透過率を損なうことなく、水分や酸素に対するバリア性を確保すること
ができるため、光取り出し効率を維持しながら、低透湿性を可能とする。
【００２７】
　［適用例１０］上記適用例に記載の発光装置において、前記マイクロレンズがシリンド
リカルレンズであることを特徴とする。
【００２８】
　本適用例によれば、上記マイクロレンズがシリンドリカルレンズであることにより、レ
ンズとしての効果は、左右方向のみに限定されてしまうが、マイクロレンズを作製するよ
りもシリンドリカルレンズを作製する方が容易なため、比較的良好な光取り出し効率を有
し、安価で歩留まりの高い発光装置を作製できる。
【００２９】
　［適用例１１］本適用例の電子機器は、上記適用例に記載の発光装置を備えたことを特
徴とする。
【００３０】
　本適用例によれば、光取り出し効率の向上と低透湿性の両立を可能とする発光装置を備
えた電子機器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本実施形態の有機ＥＬ装置の電気的な構成を示す等価回路図である。
【図２】本実施形態における有機ＥＬ装置の構成を模式的に示す平面図である。
【図３】本実施形態における有機ＥＬ装置の構造を模式的に示す断面図である。
【図４】本実施形態における電子機器を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　まず、本発明の発光装置としての有機ＥＬ装置の実施形態を説明する。
　図１は、本実施形態の有機ＥＬ装置の電気的な構成を示す等価回路図である。
　図１に示すように、本実施形態の有機ＥＬ装置１は、スイッチング素子として薄膜トラ
ンジスター（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、以下ＴＦＴと称する。）を用
いたアクティブマトリクス方式である。
　有機ＥＬ装置１は、複数の走査線１０１と、各走査線１０１に対して直角に交差する方
向に延びる複数の信号線１０２と、各信号線１０２に並列に延びる複数の電源線１０３と
からなる配線構成を有し、走査線１０１と信号線１０２との各交点付近に画素領域Ｘが形
成されたものである。
　もちろん本発明の技術的思想に沿えば、ＴＦＴなどを用いるアクティブマトリクスは必
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須ではなく、単純マトリクス向けの素子基板を用いて本発明を実施し、単純マトリクス駆
動しても全く同じ効果が低コストで得られる。
【００３３】
　信号線１０２には、シフトレジスター、レベルシフター、ビデオライン及びアナログス
イッチを備えるデータ線駆動回路１００が接続されている。また、走査線１０１には、シ
フトレジスター及びレベルシフターを備える走査線駆動回路８０が接続されている。
【００３４】
　さらに、画素領域Ｘの各々には、走査線１０１を介して走査信号がゲート電極に供給さ
れるスイッチング用ＴＦＴ（スイッチング素子）１１２と、このスイッチング用ＴＦＴ１
１２を介して信号線１０２から共有される画素信号を保持する保持容量１１３と、該保持
容量１１３によって保持された画素信号がゲート電極に供給される駆動用ＴＦＴ（スイッ
チング素子）１２３とが設けられている。また、この駆動用ＴＦＴ１２３を介して電源線
１０３に電気的に接続したときに該電源線１０３から駆動電流が流れ込む陽極１０と、該
陽極１０と陰極１１との間に挟み込まれた発光層（有機発光層）１２とが設けられている
。
【００３５】
　この有機ＥＬ装置１によれば、走査線１０１が駆動されてスイッチング用ＴＦＴ１１２
がオン状態になると、そのときの信号線１０２の電位が保持容量１１３に保持され、該保
持容量１１３の状態に応じて、駆動用ＴＦＴ１２３のオン・オフ状態が決まる。そして、
駆動用ＴＦＴ１２３のチャネルを介して、電源線１０３から陽極１０に電流が流れ、さら
に発光層１２を介して陰極１１に電流が流れる。発光層１２は、これを流れる電流量に応
じて発光する。
【００３６】
　次に、本実施形態の有機ＥＬ装置１の具体的な態様を、図２、図３を参照して説明する
。ここで、図２は有機ＥＬ装置の構成を模式的に示す平面図である。図３は有機ＥＬ装置
の構造を模式的に示す断面図である。
【００３７】
　まず、図２を参照し、有機ＥＬ装置１の構成を説明する。図２は、基板本体２３上に形
成された前述した各種配線，ＴＦＴ，各種回路によって、発光層１２を発光させるＴＦＴ
素子基板（以下「素子基板」という。）２３Ａを示す図である。
　有機ＥＬ装置１の素子基板２３Ａは、中央部分の実表示領域４（図２中二点鎖線枠内）
と、実表示領域４の周囲に配置されたダミー領域５（一点鎖線および二点鎖線の間の領域
）とを備えている。
【００３８】
　図１に示す画素領域Ｘからは、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）または青（Ｂ）のいずれかの光が取
り出され、図２に示す本発明の画素としてのサブ画素Ｒ，Ｇ，Ｂが構成されている。実表
示領域４においては、サブ画素Ｒ，Ｇ，Ｂがマトリクス状に配置されている。また、サブ
画素Ｒ，Ｇ，Ｂの各々は、紙面縦方向において同一色で配列しており、いわゆるストライ
プ配置を構成している。そして、サブ画素Ｒ，Ｇ，Ｂが一つのまとまりとなって、表示単
位画素が構成されており、該表示単位画素はサブ画素Ｒ，Ｇ，Ｂの発光を混色させてフル
カラー表示を行うようになっている。
【００３９】
　実表示領域４を挟んだ左右両側であってダミー領域５の下層側には、それぞれ走査線駆
動回路８０が配置されている。また、実表示領域４の上方側であってダミー領域５の下層
側には、検査回路９０が配置されている。この検査回路９０は、有機ＥＬ装置１の作動状
況を検査するための回路であって、例えば検査結果を外部に出力する検査情報出力手段（
不図示）を備え、製造途中や出荷時における有機ＥＬ装置１の品質、欠陥の検査を行うこ
とができるように構成されている。
【００４０】
　（断面構造）
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　次に、図３を参照して、有機ＥＬ装置１の断面構造を説明する。
　図３に示すように、有機ＥＬ装置１は、陽極１０と陰極１１（一対の電極）の間に発光
層１２（有機発光層）を挟持した複数の発光素子２４及び発光素子２４を区切る画素隔壁
１３を有する素子基板２３Ａと、この素子基板２３Ａに対向配置された封止基板３１と、
を有している。
　本実施形態における有機ＥＬ装置１は、いわゆる「トップエミッション構造」の有機Ｅ
Ｌ装置である。トップエミッション構造は、光を素子基板２３Ａ側ではなく封止基板３１
側から取り出すため、素子基板２３Ａに配置された各種回路の大きさに影響されず、発光
面積を広く確保できる効果がある。そのため、電圧及び電流を抑えつつ輝度を確保するこ
とが可能であり、発光素子の寿命を長く維持することができる。
【００４１】
　（素子基板）
　図３に示すように、有機ＥＬ装置１は、前述した各種配線（例えば、ＴＦＴ等）が形成
された素子基板２３Ａ上に、窒化珪素等からなる無機絶縁層１４が被覆されている。また
、無機絶縁層１４にはコンタクトホール（不図示）が形成され、前述した陽極１０が駆動
用ＴＦＴ１２３に接続されている。無機絶縁層１４上にはアルミ合金等からなる金属反射
板１５が内装された平坦化層１６が形成されている。
　この平坦化層１６上には、陽極１０と陰極１１とが発光層１２を挟持して形成され、発
光素子２４を構成している。また、この発光素子２４を区分するように絶縁性の画素隔壁
１３が配置されている。
【００４２】
　本実施形態において、陽極１０は、仕事関数が５ｅＶ以上の正孔注入層の高いＩＴＯ（
Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｈｉｎ　Ｏｘｉｄｅ；インジウム錫酸化物）等の金属酸化物導電膜が用
いられる。
　なお、本実施形態においては、トップエミッション構造のため、陽極１０は必ずしも光
透過性を有する材料を用いる必要はなく、アルミ等からなる金属電極を用いてもよい。こ
の構成を採用した場合は、前述した金属反射板１５は設けなくてよい。
【００４３】
　陰極１１を形成するための材料としては、本実施形態はトップエミッション構造である
ことから光透過性を有する材料である必要があり、透明導電材料が用いられる。透明導電
材料としては、ＩＴＯが好適とされるが、これ以外にも、例えば酸化インジウム・酸化亜
鉛系アモルファス透明導電膜（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ：ＩＺＯ／アイ・ゼ
ット・オー（登録商標））等を用いることができる。なお、本実施形態ではＩＴＯを用い
るものとする。
【００４４】
　また、陰極１１は、電子注入効果の大きい（仕事関数が４ｅＶ以下）材料が好適に用い
られる。例えば、カルシウムやマグネシウム、ナトリウム、リチウム金属、又はこれらの
金属化合物である。金属化合物としては、フッ化カルシウム等の金属フッ化物や酸化リチ
ウム等の金属酸化物、アセチルアセトナトカルシウム等の有機金属錯体が該当する。また
、これらの材料だけでは、電気抵抗が大きく電極として機能しないため、発光部分を避け
るようにアルミニウムや金、銀、銅などの金属層をパターン形成したり、ＩＴＯや酸化錫
などの透明な金属酸化物導電層を組み合わせた積層体としてもよい。なお、本実施形態で
は、フッ化リチウムとマグネシウム－銀合金、ＩＴＯの積層体を、透明性が得られる膜厚
に調整して用いるものとする。
【００４５】
　発光層１２は、白色に発光する白色発光層を採用している。この白色発光層は、真空蒸
着プロセスを用いて素子基板２３Ａの全面に形成されている。白色発光材料としては、ス
チリルアミン系発光材料，アントラセン系ドーパミント（青色）、或いはスチリルアミン
系発光材料，ルブレン系ドーパミント（黄色）が用いられる。
　なお、発光層１２の下層にトリアリールアミン（ＡＴＰ）多量体正孔注入層やＴＤＰ（
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トリフェニルジアミン）系正孔輸送層を成膜し、発光層１２の上層にアルミニウムキノリ
ノール（Ａｌｑ３）層（電子輸送層）を成膜することが好ましい。
【００４６】
　また、素子基板２３Ａ上には、発光素子２４及び画素隔壁１３を被覆するように封止膜
１７が形成されている。
　この封止膜１７は、透明性や密着性、耐水性、ガスバリア性を考慮して酸化珪素、窒化
珪素、酸化窒化珪素などの珪素化合物で構成することが望ましい。また、封止膜１７の膜
厚は１００ｎｍ以上が好ましく、画素隔壁１３を被覆することで発生する応力によるクラ
ック発生を防ぐため、膜厚の上限は４００ｎｍ以下に設定することが好ましい。
　なお、本実施形態においては、封止膜１７を単層で形成しているが、複数層で積層して
もよい。例えば、低弾性率の下層と高耐水性の上層とで封止膜１７を構成してもよい。
　また、封止膜は、珪素化合物に限らず酸化アルミニウムを用いて構成してもよい。
【００４７】
　封止膜１７上には、マイクロレンズ１８が形成されている。
　このマイクロレンズ１８は、画素隔壁１３の開口を覆うように配置され、凸状に形成さ
れる。このマイクロレンズ１８の形成方法としては、フォトリソグラフィ法やインクジェ
ット法などの塗布方式により、フッ素系樹脂や酸化チタンなどの無機ナノ粒子を混入した
アクリル樹脂など屈折率が１．６以上の樹脂を塗布してサブ画素ごとにパターニングする
方法が挙げられる。
　マイクロレンズ１８にこれらの樹脂をもちいる理由としては、屈折率が高くまた、弾性
率が１０ＧＰａ以下と非常に低弾性率化が可能なためである。この結果、素子基板２３Ａ
の反りや体積膨張により発生する応力を緩和し、不安定な形状の画素隔壁１３からの封止
膜１７の剥離を防止する機能を有する。さらに、その上部に配置する平坦化層２０との応
力を緩和させるためにマイクロレンズ１８の立ち上がり角度は、７０°以下で作製する。
【００４８】
　また、ハイバリア性を求める構造にする場合は、その上部に配置される平坦化層２０に
１００ＧＰａ以上の弾性率を求めれるため、マイクロレンズ１８の弾性率を１ＧＰａ以下
まで（望ましくは０．１ＧＰａ）可能な限り低くするか、もしくは立ち上がり角度を２０
°以下まで（望ましくは５°）可能な限り低角度にする必要がある。
　また、マイクロレンズ１８の代わりに断面が円弧状のシリンドリカルレンズ１９を同色
のサブ画素に跨ってストライプ状に配置してもよい。
【００４９】
　平坦化層２０は、マイクロレンズ１８の形成の際に生じた凹凸部分を埋めるように配置
され、さらに、その上面は略平坦に形成される。
　このような平坦化層２０の形成方法としては、スピンコート法やスリットコート法など
の塗布方式が用いられ、この材料としては、ＳｉＯ（酸化シリコン）を骨格とした無機膜
あるいは有機膜と無機膜のハイブリッド膜を用いる。
　ＳｉＯ（酸化シリコン）を骨格とした無機膜あるいは有機膜と無機膜のハイブリッド膜
は、通常、透過性が高くかつ屈折率が１．４前後であり、マイクロレンズ１８との屈折率
差によりマイクロレンズ１８が光学レンズとして機能することができる。このときの屈折
率差は、レンズとして機能させるため、大きければ大きいほどよい（０．３以上が好まし
い）。そのため、マイクロレンズ１８には、樹脂として可能な１．６以上、具体的には１
．６～１．９の高屈折率が必要となり、また平坦化層２０には１．５以下、具体的には１
．２～１．５の低屈折率が必要となる。
【００５０】
　更に平坦化層２０の上面に第２封止膜２１が形成される。第２封止膜２１の弾性率は、
１００ＧＰａ以上、具体的には２００ＧＰａ～２５０ＧＰａ程度が好ましい。また、第２
封止膜２１の膜厚は、２００ｎｍ～６００ｎｍ程度が好ましい。２００ｎｍ未満であると
、異物に対する被覆性が不足し部分的に貫通孔が形成されてしまい、ガスバリア性が損な
われてしまうおそれがあるからであり、６００ｎｍを越えると、応力によるクラックが生
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じてしまうおそれがあるからである。
【００５１】
　また、本実施形態では、有機ＥＬ装置１をトップエミッション構造としていることから
、第２封止膜２１は光透過性を有する必要があり、したがってその材質や膜厚を適宜に調
整することにより、本実施形態では可視光領域における光線透過率を例えば８０％以上に
している。
【００５２】
　第２封止膜２１の上面には、カラーフィルター層２２が形成される。カラーフィルター
層２２は、フォトリソグラフィ法やインクジェット法により形成され、ＲＧＢのカラーレ
ジストを各サブ画素色に対応し、パターニングする。また、発光素子２４を高温に晒すこ
とは好ましくないので、例えば１２０℃以下にて減圧下での焼成や紫外線を当てることに
よって硬化する樹脂を使用する。
【００５３】
　（封止基板）
　さらに、カラーフィルター層２２が形成された素子基板２３Ａに封止基板３１が対向配
置される。
　この封止基板３１は、発光光を取り出す表示面を構成するため、ガラスまたは透明プラ
スチック（ポリエチレンテレフタレート、アクリル樹脂、ポリカーボネ―ト、ポリオレフ
ィン等）などの光透過性を有する材料が用いられている。
【００５４】
　また、素子基板２３Ａと封止基板３１との間の周辺部に周辺シール層３３が設けられて
いる。
　この周辺シール層３３は、素子基板２３Ａと封止基板３１の貼り合わせの位置精度の向
上と後述する充填層３４（接着剤層）のはみ出しを防止する土手の機能を有し、紫外線に
よって硬化して粘度が向上するエポキシ材料等で構成されている。好ましくは、エポキシ
基を有する分子量３０００以下のエポキシモノマー／オリゴマーが用いられる（モノマー
の定義：分子量１０００以下、オリゴマーの定義：分子量１０００～３０００）。例えば
、ビスフェノールＡ型エポキシオリゴマーやビスフェノールＦ型エポキシオリゴマー、フ
ェノールノボラック型エポキシオリゴマー、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテ
ル、アルキルグリシジルエーテル、３，４-エポキシシクロヘキセニルメチル-３'，４'-
エポキシシクロヘキセンカルボキシレート、ε-カプロラクトン変性３，４-エポキシシク
ロヘキシルメチル３'，４'-エポキシシクロヘキサンカルボキレートなどがあり、これら
が単独もしくは複数組み合わされて用いられる。
【００５５】
　また、エポキシモノマー／オリゴマーと反応する硬化剤としては、ジアゾニウム塩、ジ
フェニルヨウドニウム塩、トリフェルスルフォニウム塩、スルホン酸エステル、鉄アレー
ン錯体、シラノール／アルミニウム錯体などのカチオン重合反応を起こす光反応型開始剤
が好ましい。また、紫外線照射後に徐々に粘度が上昇する材料を用いると、１ｍｍ以下の
細いシール幅でも周辺シール層３３の断裂を防ぎ、貼り合わせ後の充填剤のはみ出しを防
ぐことができる。また、減圧しながら貼り合わせ時に気泡を発生し難くするため、含水量
は１０００ｐｐｍ以下に調整された材料であることが好ましい。
【００５６】
　周辺シール層３３の膜厚としては、画素隔壁１３、封止膜１７、マイクロレンズ１８、
平坦化層２０、および充填層３４の総膜厚を考慮し、１０μｍ～２５μｍが好ましい。な
お、素子基板２３Ａと封止基板３１との距離を規制するために所定粒径の有機材料からな
る球状粒子が混合されているものが好ましい。通常、無機材料の燐片状や塊状の粒子を混
合してシール剤の粘度を高めているが、前述した第２封止膜２１が貼り合わせ圧着時に損
傷してしまうため、本実施形態における有機ＥＬ装置１は、弾性率が小さい有機材料の球
状粒子を周辺シール層３３に混合している。なお、周辺シール層３３は、封止膜１７、平
坦化層２０および第２封止膜２１の端部上に設けられるように配置したが、これに限定さ
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れない。封止膜１７、平坦化層２０および第２封止膜２１の端部よりも素子基板２３Ａの
外周側に周辺シール層３３を配置してもよい。
【００５７】
　また、素子基板２３Ａと封止基板３１の間における周辺シール層３３に囲まれた内部に
、熱硬化性樹脂からなる充填層３４（接着剤層）が形成されている。
　この充填層３４は、前述した周辺シール層３３で囲まれた有機ＥＬ装置１の内部に隙間
なく充填されており、素子基板２３Ａに対向配置された封止基板３１を固定させ、かつ外
部からの機械的衝撃に対して緩衝機能を有し、発光層１２や第２封止膜２１の保護をする
ものである。
【００５８】
　充填層３４は、硬化前の原料主成分としては、流動性に優れ、かつ溶媒のような揮発成
分を持たない有機化合物材料である必要があり、好ましくはエポキシ基を有する分子量３
０００以下のエポキシモノマー／オリゴマーが用いられる（モノマーの定義：分子量１０
００以下、オリゴマーの定義：分子量１０００～３０００）。例えば、ビスフェノールＡ
型エポキシオリゴマーやビスフェノールＦ型エポキシオリゴマー、フェノールノボラック
型エポキシオリゴマー、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、アルキルグリシ
ジルエーテル、３，４-エポキシシクロヘキセニルメチル-３'，４'-エポキシシクロヘキ
センカルボキシレート、ε-カプロラクトン変性３，４-エポキシシクロヘキシルメチル３
'，４'-エポキシシクロヘキサンカルボキレートなどがあり、これらが単独もしくは複数
組み合わされて用いられる。
【００５９】
　また、エポキシモノマー／オリゴマーと反応する硬化剤としては、電気絶縁性に優れ、
かつ強靭で耐熱性に優れる硬化皮膜を形成するものが良く、透明性に優れ、かつ硬化のば
らつきの少ない付加重合型が良い。例えば、３－メチル－１，２，３，６－テトラヒドロ
無水フタル酸、メチル－３，６－エンドメチレン－１，２，３，６－テトラヒドロ無水フ
タル酸、１，２，４，５－ベンゼンテトラカルボン酸二無水物、３，３’，４，４’－ベ
ンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、またはそれらの重合物などの酸無水物系硬化剤
が好ましい。これらの硬化は、６０℃～１００℃の範囲で行われ、その硬化皮膜は珪素酸
窒化物との密着性に優れるエステル結合を持つ高分子となる。さらに、酸無水の開環を促
進する硬化促進剤として芳香族アミンやアルコール類、アミノフェノール等の比較的分子
量の高いものを添加することで低温かつ短時間での硬化が可能となる。
【００６０】
　また、塗布時の粘度は、１００ｍＰａ・ｓ～１０００ｍＰａ・ｓ（室温）が好ましい。
理由は、貼り合わせ後の空間への材料充填性を考慮したもので、加熱直後に一度粘度が下
がってから硬化が始まる材料が好ましい。また、貼り合わせ時に減圧した際に気泡が発生
しにくくするため、含水量は１００ｐｐｍ以下に調整された材料であることが好ましい。
【００６１】
　充填層３４の膜厚としては、５μｍ～２０μｍが好ましい。なお、素子基板２３Ａと封
止基板３１との距離を規制するために所定粒径の有機材料からなる球状粒子が混合されて
いるものが好ましい。また、前述した周辺シール層３３と同様に、本実施形態における有
機ＥＬ装置１は、上記有機材料からなる球状粒子と同じ、弾性率が小さい有機材料の粒子
を混合している。粒子に弾性率が小さい有機材料を充填層３４に混合することにより、前
述した第２封止膜２１の損傷を防ぐことができる。
【００６２】
　（電子機器）
　次に、上記実施形態の有機ＥＬ装置を備えた電子機器の例について図４（ａ）～（ｃ）
を参照して説明する。
　図４（ａ）は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図４（ａ）において、符号５０
は携帯電話本体を示し、符号５１は有機ＥＬ装置１を備えた表示部を示している。
　図４（ｂ）は、ワープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図で
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ある。図４（ｂ）において、符号６０は情報処理装置、符号６１はキーボードなどの入力
部、符号６３は情報処理本体、符号６２は有機ＥＬ装置１を備えた表示部を示している。
　図４（ｃ）は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図４（ｃ）において、
符号７０は時計本体を示し、符号７１は有機ＥＬ装置１を備えたＥＬ表示部を示している
。
　図４（ａ）～（ｃ）に示す電子機器は、先の実施形態に示した有機ＥＬ装置１が備えら
れたものであるので、表示特性が良好な電子機器となる。
【００６３】
　なお、電子機器としては、上記電子機器に限られることなく、種々の電子機器に適用す
ることができる。例えば、ディスクトップ型コンピューター、液晶プロジェクター、マル
チメディア対応のパーソナルコンピューター（ＰＣ）及びエンジニアリング・ワークステ
ーション（ＥＷＳ）、ページャー、ワードプロセッサー、テレビ、ビューファインダー型
又はモニター直視型のビデオテープレコーダー、電子手帳、電子卓上計算機、カーナビゲ
ーション装置、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた装置等の電子機器に適用することがで
きる。
【符号の説明】
【００６４】
　１…有機ＥＬ装置、１０…陽極（一対の電極）、１１…陰極（一対の電極）、１２…発
光層（有機発光層）、１３…画素隔壁、１７…封止膜、１８…マイクロレンズ、１９…シ
リンドリカルレンズ、２０…平坦化層、２１…第２封止膜、２２…カラーフィルター層、
２３Ａ…基板としての素子基板、３１…封止基板、３３…周辺シール層、３４…充填層（
接着剤層）。

【図１】 【図２】
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